Cesky metrologicky institut

M I Okruini 31, 638 00

Brno

C.j.: 0313/043/14/Pos.
Vytizuje: Ing. Miroslav PospiSil
Telefon: 545 555 135, -131

Cesky metrologicky institut (déle jen ,,CMI), jako organ vécné a mistné piislusny ve véci stanovovani
metrologickych a technickych poZadavkl na stanovené métidlo a stanovovani metod zkouseni pfi schva-
lovani typu a pfi ovérovani stanoveného méfidla dle § 14 odst. 1 zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znéni pozde€jsich predpisti (dédle jen ,,zdkona o metrologii), a dle ustanoveni § 172 azdkona
&. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdgjsich predpisti (dale jen ,,SprR*), zah4jil z moci tiedni dne
23. 6. 2014 spravni fizeni dle § 46 SprR, a na zdkladé podkladii vydava toto:

I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-O0P-C043-14
¢.j. 0313/005/14/Pos.,

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena méridla, véetné metod
zkousSeni p¥i schvalovani typu a pri ovéiFovani stanovenych méridel:

,Hluxmetry*

1 Zakladni pojmy

Pro tcely tohoto opatieni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML' a déle uvedené
terminy a definice.

1.1

luxmetr

piistroj pro méfeni osvétlenosti, ktery se skldda z detektoru optického zéreni a elektronické jednotky,
kterd prevadi signdl detektoru na veli¢inu charakterizujici zafeni na dopadajici detektor

POZNAMKA Luxmetr je specidlni druh integralniho radiometru, u néhoZ ma detektorové &st relativni spekt-
ralni responsivitu pfizptisobenou ic¢inné vdhové funkci V(4).

" Mezindrodni metrologicky slovnik — Zakladni a vieobecné pojmy a piidruzené terminy (VIM) a Mezinarodni
slovnik termintt v legdlni metrologii (VIML) jsou soucdsti sborniku technické harmonizace ,,Terminologie
v oblasti metrologie* vefejné¢ dostupného na www.unmz.cz
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1.2

fotoelektricky snimac

ptevodnik zafeni ve viditelné oblasti spektra od 380 nm do 830 nm na elektricky signdl, vyuzivajici
vngjsi nebo vnitini fotoelektricky jev

1.3
zaireni CIE normalizovaného zdroje A
zafeni absolutné Cerného télesa pfi teploté 2 856 K

14

fotopické vidéni

denni vidéni zprostfedkované pomoci ¢ipkd, pii némz je mozné rozeznavat barvy; vznika pfi adaptaci
oka na jas vétsi nez 3 cd x m™

POZNAMKA Spektrélni responsivita snimade zateni je pii fotopickém vidéni definovéana funkei V (1). Funkce
V (2) je konvencni funkci a je tabelovana.

1.5

pomérna spektralni citlivost/ relativni spektralni responsivita luxmetru s, (1)

podil zatrivého toku pfi vinové délce A, k hodnoté zativého toku pii vinové délce 4, jenz budi v lid-
ském oku za stanovenych podminek vjem

POZNAMKA 1, =555nm je vinové délka, pfi které je pii fotopickém vidéni spektralni responsivita primér-
ného lidského oka maximalni.

1.6
integralni charakteristika f;'
popisuje vhodnost spektrdlniho prizptisobeni detektoru k pozadované spektralni vdhové funkei V (1)

1.7

smérova chyba luxmetru

chyba zpiisobena neptesnym vyhodnocenim ucinku svétla dopadajictho na fotometrickou hlavici
z jiného sméru nez kolmého

1.8

linearita

vlastnost detektoru, na jejimz zdklad¢ je vystupni veli¢ina pfimo imérnd vstupni veli¢in€; odchylka od
linearity je nelinearita

1.9
teplotni zavislost
zména responsivity v zavislosti na teploté je kvantitativné popsana teplotnim koeficientem

1.10

citlivost v UV oblasti fi;v

nezadouci responsivita na zafeni v UV spektralni oblasti, luxmetr by nemél byt citlivy na UV zéfend, citli-
vost na UV zédfeni miZe byt zplisobena nedokonalym filtrovanim UV zéiteni nebo fluorescentnimi vlivy

1.11
citlivost v IC oblasti fic: nezadouci responsivita na zafeni v IC spektralni oblasti, luxmetr by nemél
byt citlivy na IC zéfeni

1.12

zakladni chyba (mé¥Ficiho pristroje)

chyba méfeni méficiho pfistroje uréend za referencnich podminek pfed zahdjenim zkousek elektro-
magnetické kompatibility (EMC)
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1.13
zavazna chyba (pii zkouskach EMC)
stav zjistény pii zkouskdch EMC v ptipadé€, kdy rozdil mezi chybou méfeni zjiSténou pfi zkouskach
EMC a zdkladni chybou (méficiho piistroje) je vétsi nez:
a) hodnota jedné tfetiny hodnoty nejvétsi dovolené chyby pro luxmetry s digitdlni indikaci,

b) hodnota nejvétsi dovolené chyby pro luxmetry s analogovou indikaci

2 Metrologické pozadavky

2.1 Pracovni podminky

Pracovni podminky stanovi vyrobce luxmetru.

2.2 Mérici rozsah
Vyrobce musi specifikovat méfici rozsah luxmetru.

Zakladni méfici rozsah luxmetru je od 10 1x do 10 000 Ix.

2.3 Metrologické parametry

Vyhovujici hodnoty pro specifikované metrologické vlastnosti luxmetrti jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 — Stanovené hodnoty pro specifikované metrologické vlastnosti

Charakteristika Znacka Vyhovujici hodnota

Odchylka korekéniho koeficientu k, od hodnoty 1 zji$ténd pro méteni | ka-1 | <8 %
pfi standardnim zdroji A

Odchylka korekéniho koeficientu k; od hodnoty 1 pro jiné zdroje svétla | k-1 | <12 %
Integrdlni charakteristika f' <9 %
Citlivost v UV oblasti’ fov <4 %
Citlivost v IC oblasti”’ fie <4%
Index nelinearity f <5%
Index teplotni zavislosti” fs <20 %
Index smérové zavislosti” b <6 %
" Pouze pro schvalovéni typu.

2.4 Relativni spektralni responsivita

2.4.1 Prabéh relativni spektralni responsivity sy (A) musi byt co nejvice pfizptisoben funkci V (4). Pro
charakterizaci kvality luxmetru vici zdrojim s rtiznou spektrdlni hustotou je nutné znat spektralni
responsivity luxmetru. Tato responsivita musi byt specifikovdna v celém spektralnim rozsahu ptede-
psané spektrdlni vdhové funkce (od 360 nm do 830 nm), kterd by méla byt tabelovdna optimdlné
s krokem 5 nm. V ptipadé€, Ze spektrdlni krok je vétsi, je nutné volit vhodnou matematickou formu
interpolace. Responsivita luxmetru na zafeni mimo rozsah viditelného spektra musi byt potlacena (viz
Clanek 1.10a 1.11).

2.4.2 Kovalita spektrilniho ptizptisobeni luxmetru se dd popsat riznymi parametry. Obecné se nepfi-
zpusobeni relativni spektralni responsivity luxmetru s, (1) vdhové funkci V (1) kvantifikuje ve forme
integrdlni charakteristiky spektralniho nepfizpisobeni f;'. Pro vyhodnoceni integralni charakteristiky f;'
je dostacujici méteni relativni spektralni responsivity v rozsahu 380 nm aZ 780 nm.
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2.5 Smérova zavislost

Smérova zavislost pro luxmetry a jeji odchylka od pozadovaného priibéhu se vyhodnocuje v rozsahu
uhli dopadu od 0° do 85°.

V dtsledku nedokonalosti opticko-mechanické konstrukce snimace luxmetru vznikd pti dopadu svétla
na rovinu snimace pod thlem £ smérova chyba.

Vyrobce musi stanovit nejvétsi dovolenou smérovou chybu jako rozdil ddaje luxmetru pii dopadu
zateni pod thlem f a hodnotou naméfenou pii kolmém dopadu vyndsobenou hodnotou cos f. Pii ové-
fovani fotometrické stupnice se pouzivd vZdy kolmy dopad, proto se v tomto piipad¢ neuplatni vliv
smérové chyby. V praxi v§ak mtiZze svétlo na snimac¢ luxmetru dopadat pod riznymi dhly a proto je
nutno tento vliv kvantifikovat.

Luxmetr, ktery je uréen pro méfeni osvétlenosti v terénu, musi byt opatien korekénim optickym prv-
kem pro korekci smérové chyby, tzv. kosinovym nistavcem.
2.6 Linearita

Vyrobce musi stanovit linearitu odezvy ve specifikovaném méficim rozsahu.

2.7 Teplotni zavislost

Vyrobce musi specifikovat teplotni zavislost métidla.

Zkouska teplotni zdvislosti se, pokud vyrobce nestanovi jinak, provadi méfenim udaje luxmetru pfi
teplotdch 5 °C, 25 °C (referen¢ni teplota) a 40 °C.

2.8 Dalsi dopliikkové charakteristiky

Jako doplitkové charakteristiky mohou byt stanoveny citlivost fotometrické hlavice na UV zéfent, citlivost
fotometrické hlavice na IC zéfeni, polariza¢ni responsivitu luxmetru a vliv modulovaného zafeni.

3 Technické pozadavky

3.1 Vseobecné

Luxmetry musi mit pevnou konstrukci a musi byt vyrobeny z materidlti odpovidajici stability a pev-
nosti, aby bez poruchy ¢innosti a nezadoucich casovych zmén svych metrologickych parametrii odola-
valy béZnym podminkdm pouZiti a prostiedi, jimZ jsou vystaveny.

3.2 Fotoelektricky snimac

Konstrukéni provedeni fotoelektrického snimace musi byt takové, aby pfi béZném c¢iSténi nemohlo
dojit k jeho posSkozeni.

U luxmetrd, u kterych se ochranné pouzdro snimace sklada z elektricky vodivych ¢asti a hodnota izo-
la¢niho odporu (odpor mezi vnitinim vedenim a pouzdrem ¢idla) mtize ovlivnit metrologické vlastnos-
ti luxmetru, musi byt hodnota izola¢niho odporu uvedena vyrobcem v technické dokumentaci.

3.3 Indikacni zafizeni
Analogové indikacni zafizeni luxmetru musi mit hodnotu dilku <5 Ix.

v

Digitalni indikacni zafizeni luxmetru musi mit rozliSitelnost 1 Ix a lepsi. Vyska cislic u digitdlniho
zobrazeni musi byt vétsi nez 4 mm.

Meéfici jednotkou pro méfeni osvétlenosti je 1x.
Vnéjsi kryt musi indikaéni zafizeni bezpe¢né chranit pred vnéj$imi vlivy vyskytujicimi se pfi méteni
osvétlenosti (pfedevsim pied kondenzaci vlhkosti).
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U ruckovych piistrojit musi byt vSechny technické tdaje o piistroji uvedené na stupnici a jejim okoli
zfetelné a srozumitelné.

3.4 Pridavna zafizeni

Luxmetr miiZze byt vybaven zdznamovym zafizenim pro sledovani ¢asového priibéhu osvétlenosti.

Luxmetr miiZze byt vybaven komunika¢nim rozhranim, které umoZznuje pfipojeni piidavnych zatizeni.

3.5 Software

U elektronickych luxmetri musi byt pouZity software piistroje identifikovatelny (s vyjimkou piipadu,
kdy jde vyluéné jen o zobrazeni méfené veli€iny bez dalSich funkci). Software musi byt zabezpecen
pfed ndhodnym nebo Umyslnym ovlivnénim piipadné poSkozenim a musi odpovidat technickému
normativnimu dokumentu WELMEC 7.2%.

3.6 Napajeni
Luxmetry mohou byt napdjeny ze sité pomoci adaptéru nebo z nezavislého zdroje.

Vv

Luxmetr s vnéjsim elektrickym napdjenim musi byt moZzné pfipojit k napdjeni o jmenovité hodnote
(stfidavé nebo stejnosmérné napéti). Luxmetr musi byt vybaven odpovidajicim konektorem.

Nezdvisly napéjeci zdroj musi byt definovdn ve specifikaci vyrobce a luxmetr musi signalizovat po-
tfebu nového nabiti napdjeciho zdroje nebo jeho vymény a zablokovat se nebo vypnout pii poklesu
zdrojového napéti pod mez stanovenou vyrobcem.

U bateriovych luxmetri musi byt mozZnost indikace stavu baterie.
3.7 Odolnost proti vliviim vnéjsiho prostiedi

3.7.1 Mechanicka odolnost

Konstrukce luxmetru a pouZité materidly musi zaruCovat dostateCnou pevnost, stabilitu a odolnost
proti mechanickym ndraziim a volnému padu, pokud je tato odolnost deklarovana vyrobcem v tech-
nické dokumentaci pfistroje.

3.7.2 Odolnost proti meznim podminkam pro skladovani a piepravu

Luxmetr nebo jeho ¢asti musi odolat bez poSkozeni a bez zhorSeni metrologickych vlastnosti meznim
teplotdim pro skladovéni, deklarovanym vyrobcem v technické dokumentaci piistroje (deklarovany
stupeti ochrany krytem).

3.8 Elektromagneticka kompatibilita

Luxmetry, které obsahuji elektronické komponenty, nesmi byt ovlivnény elektrickym ani elektromag-
netickym ruSenim, nebo na né¢ musi definovanym zptisobem reagovat (napf. ohlaSenim chyby, zablo-
kovanim méfeni a podobné). Nesmi ani vyzafovat neZddouci elektromagnetické pole.

Pro luxmetry obsahujici elektronické komponenty je definovéna tiida elektromagnetického prostiedi
El (4. prostredi obytnych ¢i obchodnich prostor nebo prostiedi provozii lehkého primyslu).
3.9 Odolnost proti neopravnéné manipulaci

Luxmetry nesmi mit vlastnosti, které by usnadfiovaly podvodné pouziti, pfi¢emZ moZnosti jejich neu-
myslného chybného pouziti musi byt minimdlni. Komponenty, které uZivatel nesmi rozebirat nebo
justovat, musi byt proti takovym ¢innostem zabezpeceny.

? WELMEC 7.2 Software Guide; veiejné dostupny na www.welmec.org
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Nastavovaci prvky luxmetru musi byt zajiStény tak, aby pfi béZné manipulaci nemohlo dojit ke zméné
nastaveni bez poSkozeni ufednich znacek.

4 Znaceni méridla
4.1 VsSeobecné
Veskeré napisy a znacky musi byt za béZnych podminek snadno viditelné, Citelné a nesmazatelné.
Luxmetry musi byt znaceny minimdlné nésledujicimi tdaji:
— ndzev vyrobce,
— oznaceni typu,
— vyrobni ¢islo méfidla i €idla, je-li odnimatelné,
— méfici rozsahy a pouZitd méfici jednotka,
— elektrické napdjent,

— znacka schvdleni typu.

4.2 Oznaceni urednimi znackami

Musi byt zajiSténa vhodnd mista pro umisténi znacky schvéleni typu a ufedni znacky (dfednich zna-
¢ek) spliujici nasledujici poZadavky:

— neoddélitelnd soucast méficiho pfistroje,
— nezakryva jind znaceni na pfistroji,
— misto, kde nemtiZe byt Stitek poskozen béZnym uzivanim piistroje.

Je-li luxmetr vybaven otvorem pro piistup k justovacimu prvku, je tento pielepen malou zndmkou. Stej-
n¢ tak minimdalné jeden Sroub krytu pfistroje, ktery po sejmuti umozni pfistup k justovacim prvkim.

5 Schvalovani typu méridla

5.1 Vseobecné
Proces schvalovani typu se skldda z ndsledujicich zkou3ek:
— vné&jsi prohlidka,
— predbézna funkéni zkouska,
— zkouska pfesnosti,
— zkouSka linearity,
— zkouSka relativni spektrdlni responsivity,
—  zkouska citlivosti na UV a IC zdfeni,
— zkouSka teplotni zdvislosti,
— zkouska smérové zavislosti,
— zkousky odolnosti proti vnéj$im vlivim:

— zkouSka odolnosti meznim teplotdm pro skladovani a piepravu,

— zkouSka ochrany proti prisaku vody a cizim ¢asticim (stupeii ochrany krytem),
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— zkouSky elektromagnetické kompatibility:
— zkouSka odolnosti proti vyzarovanému vysokofrekvenénimu elektromagnetickému poli,

— zkousSka odolnosti proti elektrostatickému vyboji.

5.2 Vnéjsi prohlidka
Pti vnéjsi prohlidce luxmetru se posuzuje:
— Uplnost pfedepsané technické dokumentace,

— shoda metrologickych a technickych charakteristik specifikovanych vyrobcem v dokumentaci
s poZadavky tohoto pfedpisu, uvedenymi v ¢ldncich 2, 3 a 4,

— Uplnost a stav luxmetru podle pfedepsané technické dokumentace,

— shodnost verze software luxmetru s verzi specifikovanou vyrobcem.

5.3 Predbézna funkéni zkouska

Ptistroj musi byt umistén do teplotné stabilizované laboratote (na 25 + 2) °C dostate¢né dlouhou dobu
pred méfenim z diivodu vyrovnani teploty.

Fotoelektricky snimac se upevni do drzaku v optické nule fotometrické lavice a zobrazovaci jednotka
se umisti do predepsané polohy.

V nezatemnéné fotometrické laboratofi se provede zb&znd kontrola funkce luxmetru méfenim svétel-
ného pozadi v prostfedi laboratofe.

Po zatemnéni fotometrické laboratote se zkontroluje, piipadné nastavi nulova vychylka pfistroje, po-
kud to luxmetr umoZiiuje.

5.4 Zkouska presnosti

5.4.1 VsSeobecné
Zkousku presnosti je mozné provadét bud’:
— za pouZiti referen¢niho etalonového luxmetru; nebo

— za pouZiti sady etalonovych fotometrickych Zarovek svitivosti s definovanymi hodnotami tep-
loty chromati¢nosti.

5.4.2 Zkouska presnosti za pouziti referen¢niho etalonového luxmetru

Fotometricky snima¢ etalonového luxmetru a zkouSeného luxmetru se nastavuji stiidavé tak, aby op-
ticka osa fotometrické lavice prochdzela stfedem fotometrického snimace luxmetrti a byla rovnobézna
s normdlou citlivé plochy fotometrického snimace. Vzajemnd poloha fotoelektrického snimace zkou-
Seného luxmetru a etalonového luxmetru se nastavi tak, aby oba snimafe méfily osvétlenost ve stejné
méfici rovin€. Pokud je fotoelektricky snima¢ se sférickym krytem, mél by byt opatien ,Jlemem* pro
piesné stanoveni roviny.

s vz

Jako zdroj svétla se pouZije fotometrickd Zarovka s hodnotou teploty chromati¢nosti emitovaného
zéteni odpovidajici teploté 2 856 K (CIE normalizovany zdroj A). Zarovka se nastavi tak, aby stied
vldkna Zarovky byl v optické ose lavice a rovina vldkna Zarovky byla kolma k optické ose lavice.
Vsechna méfeni se provadi po dobu deseti minut sviceni pfi napajeni Zarovek stejnosmérnym stabili-
zovanym napétim ve svislé poloze patici dolti. Posunem zarovky po fotometrické lavici se nastavi
piislusnd hodnota osvétlenosti v rovin¢ fotometrickych snimacii a odectou se stfidave tidaje etalono-
vého a zkouSeného luxmetru. Ovéfeni luxmetru se provadi podle metodiky v péti bodech kazdého
rozsahu a to na hodnotach 10 %, 30 %, 50 %, 70 % a 90 % méfticiho rozsahu.
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Z namétenych hodnot se vypocitd korekéni koeficient zkouSeného luxmetru ks pro danou hodnotu
osvétlenosti:

kA — et (1)

kde je
E..  osvétlenost zméfend etalonovym luxmetrem pfi osvétleni zdrojem A,
E,. osvétlenost zméfend zkouSeny luxmetrem pii osvétleni zdrojem A.

Zjisténa odchylka primérného korekéniho koeficientu k5 od hodnoty 1 pfi zkousce musi vyhovét pa-
rametrim uvedenym v ¢lanku 2.3.

5.4.3 Zkouska presnosti za pouziti sady etalonovych fotometrickych zarovek svitivosti

Na etalonu svitivosti se plynule nastavi napéti a proud podle jeho kalibra¢niho listu a necha se ustalit.
Potom se nastavi postupné do vzdalenosti 1 m, 2 m, 3 m, 4 m a 5 m od foto¢lanku zkouSeného luxmet-
ru. Pii kazdé zméné vzdalenosti se etalonova Zarovka necha minimalné 15 s ustalit a odecte se nameé-

fend hodnota. Cely cyklus se opakuje pro dal$i dvé etalonové Zarovky. Hodnoty osvétlenosti E; v jed-
notlivych bodech se spocitaji podle vztahu (2):

I
E = —; 2)
r
kde je
T vzdalenost foto¢lanku od etalonové zZarovky v metrech v i-tém bodé,

I, svitivost uvedend v kalibra€nim listu etalonové Zarovky.

Odchylky zjisténé pii zkouSce musi vyhovét parametrim uvedenych v ¢lanku 2.3.

5.5 Zkouska linearity

Linearita odezvy zkouSeného luxmetru je zkouSena pfi vySe popsané vlastni zkousce presnosti luxmet-
ru na etalonu linearity minimalné pro pét hodnot osvétleni pro kazdy méfici rozsah luxmetru. Méfeni
se opakuji minimalné tfikrat.

Index nelinearity f; se pocitd podle ndsledujictho vztahu (3) a pfi zkouSce zkouSce musi vyhovét para-
metrim uvedenym v ¢lanku 2.3:

Yy X
Y - X max
fe (@) T x

max

— 1| a f, =max [f3 (Y)] (3)

kde je
Y vystupni signél luxmetru pfi vstupni hodnoté X,

Xmax  vstupni hodnota odpovidaji maximalnimu vystupnimu signélu luxmetru Ypy.

5.6 Zkouska relativni spektralni responsivity

Relativni spektrdlni responsivita luxmetru se méfi vzdy v quasi-monochromatickém svazku, ktery
musi byt dostate¢né¢ homogenni v celé citlivé ploSe fotometrického snimace luxmetru. Pro zvolenou
hodnotu vinové délky vystupniho zafeni monochromatoru se porovnd tidaj luxmetru s hodnotou foto-
proudu naméfenou na pracovnim etalonu spektrdlni responsivity detektorti v dané spektralni oblasti.
Aktudlni hodnoty spektralni responsivity pracovniho etalonu spolu s piisluSnymi nejistotami musi byt
uvedeny v jeho kalibracnim listé&.
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Pro urceni hodnoty integralni charakteristiky f;'se vypocte normalizovand funkce spektralni responsivity:

780nm

[SA(A)-V(D)d(A)
Stel (i) = Srel (i) ' 78380Hm (4)

Onm
[ Sa(D) - sa(D)d (D)

380nm

kde SA(A4) je funkce spektralni hustoty normalizovaného zdroje A.

Hodnota indexu integralni charakteristiky f;' je definovana:

780nm ;
J‘ Srel(ﬂ') - V(ﬂ,)|d(ﬂ,)
_ 380nm
fl B 780nm (5)
[Vd)
380nm

Hodnoty integrélni charakteristiky fi' pfi zkousce musi vyhovét parametrim uvedenym v ¢lanku 2.3.

5.7 Zkouska citlivosti na UV a IC za¥eni

Citlivost na UV a IC zafenf je kritickd pfi méfeni, kde je predpoklddand piitomnost IC a/nebo UV
zafeni, napfiklad v dennim svétle nebo u n¢kterych vybojek ¢i Zarovek. Luxmetry by nemély byt citli-
vé na UV a IC zéfeni.

Citlivost na UV zéfeni se urCuje ozafenim luxmetru UV zdrojem zafeni, ktery vyzatfuje hlavné v spek-
tralni oblasti UV. Pomér osvétlenosti ve spektralni oblasti viditelného zafeni k intenzité¢ ozateni v UV
spektralni oblasti by mél byt 35 Ix«(W - m?)". Zdroj zdfeni by mé&l mit spektrdlni charakteristiku po-
dobnou charakteristice na obrdzku 1. Citlivost je definovédna jako pomér signdlu luxmetru Y,, pfi 0zé-
feni UV zdrojem v kombinaci s UV filtrem a signalu luxmetru Y pfi ozafeni stejnym zdrojem zafen{
bez filtru, podle vztahu (6). Doporucend charakteristika filtru je uvedena v grafu na obrazku 2.

YUV

Jov = %

(6)

P N A U

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
A/nm

Obrazek 1 — Doporucena spektralni charakteristika zdroje UV zaieni
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Obrazek 2 — Doporucena charakteristika UV filtru

Citlivost na IC zdfen{ se uréuje ozdfenim luxmetru Zarovkou (CIE normalizovany zdroj A). Citlivost je

definovana jako pomér signdlu luxmetru Yi¢ pii ozéfeni zdrojem A v kombinaci s

IC filtrem a signalu

luxmetru Y pti ozdfeni stejnym zdrojem zareni bez filtru, dle vztahu (7). Doporu¢end charakteristika

filtru je uvedena v grafu na obrézku 3.
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Obrizek 3 — Doporuéena charakteristika IC filtru

5.8 Zkouska teplotni zavislosti

Fotometricky snima¢ se umisti do vhodné klimatické komory na posuvném voziku fotometrické lavi-
ce. Pri ustdlené teploté 5 °C (zpravidla po jedné hodin€) se v komote rozsviti fotometrickd Zarovka

a zméti se hodnoty osvétlenosti pro 5 riznych vzdalenosti fotometrického snimace.
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Poté se teplota v klimatické komote zvysi na 40 °C a po dobé ustaleni (zpravidla po hodin€) se opét

rozsviti fotometrickd Zarovka a zméfti se hodnoty osvétlenosti pro 5 riznych vzdalenosti fotometrické-
ho snimace.

Hodnoty osvétlenosti se zméfi i pfi referencni teploté T, = 25 °C. Index teplotni z4vislosti fs se pocita
podle vztahu (8) a pfi zkousce musi vyhovét parametriim uvedenym v ¢lanku 2.3.

;orao-vay ar i ®
' | Y(To) Tz_Tl

kde je
Y(T)  vystupni signal pii teploté 7,
Ty=25°C;T1=5°C; T, =40 °C; AT = 10 °C.

5.9 Zkouska smérové zavislosti

Pti zkouSce je snimac pripevnén na oto¢ném stolku s moZnosti rotace podél dvou navzdjem kolmych
os. Pro zkousku je pouZivan zdroj normalizovaného svétla A. Pro méfeni se pouZiva kolimovany sva-
zek s divergenci men$i nez 1°. SnimaC se nastavi tak, aby osa otocného stolku prochizela stredem
citlivé plochy snimace a byla kolma na optickou osu fotometrické lavice. Index smérové zavislosti f>

se me&ti ve dvou ortogonalnich rovindch. Smérova zavislost se meii v rozsahu ¢ od 5° do 85° s krokem
5°, resp. mensim podle pozadavkl vyrobce.

Index smérové zdvislosti f, luxmetri s rovinnym snimacem se pocita podle vztahu (9) a pfti zkouSce
musi vyhovét parametrim uvedenym v ¢lanku 2.3.

f,(&.9) =% -1 9
kde je

Y(e, ) vystupni signdl v z4vislosti na dhlu dopadu,

€ thel zméfeny vzhledem k norméle/kolmici méfici plochy nebo vzhledem k optické ose,

0] azimutdlni dhel.

Obrazek 4 — Koordinaty k definici funkce f (¢, ¢)
5.10 Zkousky odolnosti proti vnéjSim vliviim

5.10.1 Zkouska odolnosti meznim teplotam pro skladovani a pi‘epravu

Kompletni luxmetr ve stavu mimo provoz (vypnuty, je-li to relevantni) musi byt umistén v klimatizo-
vané komote po dobu tif hodin pfi obou meznich teplotich skladovani, dle technickych podminek
stanovenych vyrobcem.

Bezprostfedné po ukonéeni zkousky se kontroluji zmény vzhledu. Méfidlo nesmi zménit sviij vzhled,
materidl a povrch nesmi byt popraskany, s puchyfi nebo se zméné&nou barvou.
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Po uplynuti dvou hodin od ukonceni zkousky musi luxmetr pfi referencni teploté vyhovét parametrim
uvedenym v ¢lanku 2.3.
5.10.2 Zkouska ochrany proti prisaku vody a cizim ¢asticim (stupen ochrany krytem)

Pokud vyrobce stanovi v technickych podminkéch, ze luxmetr je odolny proti prusaku vody a cizim
¢asticim ochrannym krytem, pii zkouSce se prezkousi, zda métidlo odpovida specifikovanému stupni
ochrany.

5.11 Zkousky elektromagnetické kompatibility (EMC)

5.11.1 Odolnost proti elektrostatickému vyboji

Odolnost proti elektrostatickému vyboji se zkousi na luxmetru v zapnutém stavu pfednostné napétim
+6 kV pro kontaktni vyboj a £8 kV pro vyboj vzduchem, pokud nelze pouzit kontaktni vyboj. Vyboje
se aplikuji na kryt luxmetru a do vazebnich desek v blizkosti luxmetru.

Pti této zkouSce musi luxmetr vykazovat normdlni funkci v mezich parametrti uvedenych v ¢lanku 2.3
nebo musi zjistit zdvaZnou chybu a reagovat na ni definovanym zptsobem.
5.11.2 Odolnost proti vyzarovanému vysokofrekven¢nimu elektromagnetickému poli

Odolnost proti vyzatovanému vysokofrekvenénimu elektromagnetickému poli se zkou$i na luxmetru
v zapnutém stavu v téchto kmitoctovych pasmech a pfti té€chto intenzitach zkusebniho pole:

— kmitocCet 80 MHz az 800 MHz, intenzita 3 V/m;

— kmitocCet 800 MHz az 960 MHz, intenzita 10 V/m;

— kmitocCet 960 MHz az 1 400 MHz, intenzita 3 V/m;

— kmitocet 1 400 MHz az 2 000 MHz, intenzita 10 V/m.

Uvedené hodnoty intenzity zkuSebniho pole plati pro mé&feni bez modulace. ZkuSebni pole je amplitu-
dové modulovano s hloubkou 80 %, modulaéni signdl ma sinusovy pribéh s modulaénim kmitoctem
1 kHz. Kmitoctovy krok pfi rozmitdni kmitoc¢tu zkuSebniho pole je nejvysSe 1 %. Doba prodlevy na
kazdém kmitoctu nesmi byt krat§i nezZ doba nezbytna pro odzkouSeni luxmetru véetné jeho schopnosti
reagovat na ruSeni. V Zddném pfipad€ vSak nesmi byt krats$i nez 0,5 s. ZkusSebni pole se aplikuje na
vSechny strany krytu luxmetru.

Pii této zkouSce musi luxmetr vykazovat normalni funkci v mezich parametrti uvedenych v ¢lanku 2.3
nebo musi zjistit zdvaZnou chybu a reagovat na ni definovanym zptsobem.

6 Prvotni ovéreni

6.1 Vseobecné
Proces prvotniho ovéfovani se skldda z nasledujicich zkousek:
— vizudln{ prohlidka,
— predbéZna funk¢ni zkouska,
— zkousSka presnosti,
— zkousSka linearity,

— stanoveni korek¢nich koeficientl pro jiné druhy svétlenych zdroji neZ normalizovany zdroj A.

6.2 Pozadavky na zkuSebni zaFizeni

Pii zkouSkach luxmetri jsou potfebnd nasledujici méfidla se zajiSténou metrologickou navaznosti
a dalsf pomicky:

12
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a) etalony svitivosti mohou byt:
— referen¢ni etalonovy luxmetr,

— etalonové fotometrické Zarovky takové hodnoty svitivosti, aby bylo mozné pii vyuzitelné dél-
ce fotometrické lavice dosdhnout pozadovany rozsah hodnot intenzity osvétlent,

b) fotometrickd lavice s piisluSenstvim, které tvoii soustava clon, nastavitelnych drzakd, kiizovych
posuvil a justdZznich pomticek. Minimalni délka fotometrické lavice je 3 m, s moZnosti od¢itan{ vzda-
lenosti s rozlisitelnosti 0,5 mm. Celkova nejistota odecitani vzdalenosti nesmi byt vétsi nezZ £2 mm,

c) etalon linearity (referen¢ni detektor/luxmetr s definovanou linearitou),

d) stabilizovany regulovatelny zdroj stejnosmérného napéti pro napdjeni fotometrickych Zarovek,
laboratorni voltmetr a ampérmetr na méfeni elektrického napéti a proudu fotometrickych zarovek,

e) cCasomérné zafizeni (elektronické nebo mechanické stopky),
f) teplomér s méficim rozsahem (15 — 40) °C,

g) méfi¢ fotometrického proudu (nano-ampérmetr nebo pfevodnik proudu na napéti) s citlivosti a
vstupni impedanci pfizptisobenou parametriim detektoru optického zéfent,

h) prostfedky na €isténi fotometrickych Zarovek a fotometrické lavice,
i) zdroj normalizovaného svétla A, teploty 2 856 K — wolframové Zarovky potfebnych vykont,

j) svételné zdroje, pouzivané pro umelé osvétleni (sodikova vybojka, zdroj denniho svétla a bila za-
fivkova trubice),

k) fotometrickd ,,Cernd laboratot*, umoZiujici provddét métfeni bez vlivu denniho svétla a ruSivého
pozadi umélych zdroju.
6.3 Vizualni prohlidka

Pti vizudlni prohlidce se kontroluje, zda se luxmetr pfedloZeny k ovéfeni shoduje, véetné verze soft-
waru, se schvalenym typem. Pozornost musi byt vénovana kontrole spravnosti oznaceni ve smyslu
¢lanku 4.1 a jeho citelnosti.

Dale se kontroluje, zda luxmetr neni mechanicky poskozen a zda u luxmetrt s elektronickym disple-
jem jsou po pfipojeni do sit¢ viditelné vS§echny znaky na displeji.

Luxmetry, které se neshoduji se schvdlenym typem, a poskozené luxmetry se déle nezkousi.

6.4 Predbézna funkéni zkouska

Ptedbé&Znd funkéni zkouska se provede podle ¢ldnku 5.3.

6.5 Zkouska presnosti
Zkousku presnosti je mozné provadét bud’:
— za pouZiti referen¢niho etalonového luxmetru podle ¢lanku 5.4.2, nebo
— za pouZiti sady etalonovych fotometrickych Zdrovek svitivosti s definovanymi hodnotami tep-
loty chromati¢nosti podle ¢ldnku 5.4.3.
6.6 Zkouska linearity

Zkouska linearity ovéfovaného luxmetru se provadi podle ¢lanku 5.5.

6.7 Stanoveni korek¢nich koeficienti pro jiné druhy svétlenych zdroji nez normalizovany zdroj A

Ovéfeni spektralniho ptizplsobeni spektralni responsivity luxmetru pomérné spektralni svételné dcin-
nosti pro fotopické vidéni V (1) se provadi porovndnim ovéfovaného luxmetru s etalonovym na pra-
covnich zdrojich jinych nez CIE normalizovany zdroj A.

13
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Pracovni svételné zdroje pouzivané pro ovéfeni spektralniho pfizptisobeni spektrdlni responsivity
luxmetru pomérné spektralni svételné d¢innosti pro fotopické vidéni V (A):
— svételny zdroj sodikova vybojka,

— svételny zdroj blizky normalizovanému zdroji Dgs (s teplotou chromati¢nosti okolo 6 500 K),
ktery je spektraln€ blizky dennimu svétlu,

— svételny zdroj bilé zafivky s luminoforem (teplota chromatic¢nosti pfiblizné€ 2 800 K),
— svételny zdroj bilé z&fivky s luminoforem (teplota chromati¢nosti pfiblizn€ 5 500 K).

z N~z

Korekéni koeficienty se urcuji pro jednu hodnotu svitivosti fotometrické Zarovky, hodnota se voli
s ohledem na rozsah ovéfovaného luxmetru. Hodnota korekEniho koeficientu k; pro druh svétla j se
stanovi podle vztahu (10):

__EY Ej 10
' El -k, Ej (10
zk A zk

kde je
A v . vy, ~ ., v v . .
E,,  hodnota osvétlenosti naméfend etalonovym luxmetrem pii osvétleni zdrojem A,

E! hodnota osvétlenosti naméfend ovéfovanym luxmetrem pii osvétleni zdrojem j,

A < . v c . vy .
E,,  hodnota osvétlenosti naméfend ovéfovanym luxmetrem pii osvétleni zdrojem A,

V ovétovacim listé se uvedou hodnoty korekénich koeficientti k; pro jednotlivé druhy svételnych zdroji j.

7 Nasledné ovéreni

Postup nésledného ovéfeni je shodny s postupem pii prvotnim ovéfovani dle kapitoly 6.

8 Oznamené normy

CMI ozndmi pro téely specifikace metrologickych a technickych poZadavki na méfidla a pro téely
specifikace metod zkouSeni pfi ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni obecné povahy, ceské tech-
nické normy, dalsi technické normy nebo technické dokumenty mezinarodnich popiipadé zahrani¢nich
organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobné&jsi technické poZadavky (dile jen
,»oznamené normy*). Seznam téchto ozndmenych norem s pfifazenim k ptisluSnému opatieni oznami
CMI spoleéné s opatienim obecné povahy vefejné dostupnym zpiisobem (na webovych strankdch

WWW.Cmi.cz).

Splnéni ozndmenych norem nebo splnéni jejich ¢asti se povazuje, v rozsahu a za podminek stanove-
nych opatfenim obecné povahy, za splnéni téch pozadavkl stanovenych timto opatifenim, k nimzZ se
tyto normy nebo jejich ¢asti vztahuji.

II.
ODUVODNENI

CMI vydava k provedeni § 24¢ zdkona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji
metrologické a technické pozadavky na stanovend méfidla a metody zkouseni pii schvalovani typu
a pii ovéfovani téchto stanovenych métidel.
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Vyhlédska €. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici
schvéleni typu, ve znéni pozdéjsich predpist, zatazuje v piiloze Druhovy seznam stanovenych métidel
pod polozkou 5.1.2 luxmetry mezi méfidla podléhajici schvalovani typu a ovéfovani stanovenych mé-
fidel.

CMI tedy k provedeni § 24c zdkona o metrologii pro tento konkrétni druh méfidla ,Juxmetry vydava
toto opatieni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky pro luxmetry
a metody zkouSen{ pfi schvalovéni typu a pfi ovéfovani téchto stanovenych méfidel.

Tento piedpis (Opatieni obecné povahy) byl ozndmen v souladu se smérnici Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. ¢ervna 1998 o postupu pfi poskytovani informaci v oblasti norem a tech-
nickych ptedpist a predpist pro sluZzby informacni spolecnosti, v platném znéni.

II1.
POUCENI

Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek § 173 odst.2 SprR.
Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti o ndmitkach nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy l1ze posoudit v pfezkumném fizeni dle ust. § 94 aZ
§ 96 SprR. Ucastnik miiZe dat podnét k provedeni prezkumného fizeni ke spravnimu organu, ktery toto
opatieni obecné povahy vydal. Jestlize spravni orgdn neshledd diivody k zahdjeni pfezkumného fizent,
sdé@li tuto skutecnost s uvedenim diivodt do tficeti dnd podateli. Usneseni o zahdjeni ptezkumného fizeni
1ze dle ust. § 174 odst. 2 SprR vydat do tif let od G¢innosti opatieni obecné povahy.
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o metrologii).

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Miroslav PospiSil

VyvéSeno dne: 15. 1. 2015

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni:

Sejmuto dne:

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti:

Ucinnost:

Podpis oprdvnéné osoby, vyznacujici ti¢innost:

IV.
UCINNOST

Toto opatfeni obecné povahy nabyva tinnost patnadctym dnem ode dne jeho uvefejnéni (§ 24d zdkona
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